
生物分子点印加工系统

                                                   ------（蛋白质/DNA/抗原/抗体/脂质体等）





环境控制腔参数

局部环境控制 软件控制温度 
& 湿度

加热温度范围：
室温 + 20℃

冷却温度范围：
室温 - 20℃

温度稳定性：
+/- 0.5℃

湿度范围：
10-90% RH
湿度稳定性：
+/-0.5% RH

点印参数

通量 系统通量是取决于应用对象，举例来讲，点印2μm蛋白质点的阵列，间隔10μm，使
用多针尖阵列，每次”装载墨水“可以点印10个点：

”笔尖“类型

12 笔尖 M-型阵列

48 笔尖 M-型阵列

”笔尖“
针尖数/阵列

时间 点印面积
（mm2）

点的数目

12                     30                      0.1                       1000

48                     30                      0.4                       4000

点印大小 100nm - 10μm

误差系数 5-20 % （取决于电音的材料 & 流程的优化）
水平 平台水平向导

基底光学图案 1 μm

垂直的点和线 线和点的矩阵 点阵图 点印阵列图

用户自定义针尖停留时间，用户自定义点印速度

预设/用户自定
义XYZ的变化
幅度

可以获得和存储
X,Y,Z，Tx，Ty的
位置

针尖接触 针尖收回到安
全位置

预设/用户自定
义针尖 & 倾斜的
幅度

设计预览窗口图案设计

点印大小控制

平台位移

针尖阵列/样品水平移动例程 通过3个点做水平校准基底和表平面



可以点印的材料L 兼容的基底：

☆  蛋白质
☆  核酸
☆  抗原
☆  脂质体
☆  纳米颗粒
☆  聚乙二醇
☆  UV-固化的多聚体☆  UV-固化的多聚体
☆  热-固化的多聚体
☆  甘油
☆  硅烷

☆  硅
☆  二氧化硅
☆  硅烷化表面
☆  氨基活化的玻片
☆  金属
☆  PDMS
☆  水凝胶☆  水凝胶
☆  聚苯乙烯
☆  催化剂
☆  硫醇

经过多年在纳米刻蚀技术和应用方面积累的经验，ACST致力于发展和开发新的流程用于不同的材料（包括DNA，水凝
胶，多聚体，硅烷，硫醇和纳米颗粒）的点印。这些标准流程和公司提供的墨水、基底、笔尖都是可以服务于NLP 
2000 的用户，并且我们会通过不同层次的技术支持来帮助我们的用户快速掌握仪器的使用，包括邮件，电话，路演，
远程演示，以及学术论坛。
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